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1 

Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung eines optisclien Gitters auf ein.em 
optischen Leiter und Anordnung mit einem solchen Gitter und 
5 solchen' Leiter 

Die Erfindung betrifft nach dem Oberbegriff des- Anspruchs 1 . 
ein Verfahren zur Herstellung zumindest eines optischen Git- 
ters, insbesondere eines Bragg-Gitters, auf einem optischen 
10 Leiter, wobei; der Leiter zumindest bei zwei in einem Abstand 
voneinander angeordneten Befestigungspunkten befestigt und 
danach das Gitter auf dem befestigten Leiter zwischen diesen 
Befestigungspunkten heingrestellt wird. 

15 Bei bekannten Verfahren der genannten Art ist der optische 
Leiter eine Glasfaser, die wahrend der Herstelluftg des Git- 
ters zwischen :den beiden Bef estigungspunkl^en vorgespannt und 
nach der Herstellung des Gitters auf der Faser wieder ausge- 
spannt wird. 

20 

Ein optisches Bragg-Gitter wurde zuerst durch eine stehende 
optische Welle der Strahlung eines Argonlasers in einer opti- 
schen Monomodefaser hergestellt (siehe K.O. Hill, et al: 
"Photosensitivity in optical fiber waveguides: Application to 
5 reflection filter fabrication", Appl. Phys. Lett-, vol. 32, 
. 1978, S. 647 - 649) , Hierbei entstehen relativ lange Faser- 
s gitter von beispielsweise etwa einem Ileter Lange. 

Spater ist vorgeschlagen worden, ein Bragg-Gi tter in einer • 
■3t) ij'aser durch transversale UV-Bestrahlung einer Lichtleitfaser 
herzustellen* Dabei wird ein holographisches Verfahren ver- 
wendet, bei dem durch Oberlagerung zweier UV-strahlenbtlndel 
mit ebenen Wellen ein/ Interferenzstreifenmuster erzeugt wird. 
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Die Erzemgungnaer'lDetden UV-strahleribtindel kann auf vers'^-x^^?^-' 
dene Weise realisiert werden. Folgende Anordnungen fanden be- - 
reits Verwendung: 



•.^Sai»»aSi*oB ; ^of#if|ggg|^t$^gs ^^pbfef r% by- tii^ans verse^ 

holographic method'% Opt. Lett. 14 (15), 1989/ S. 823);; 



10 - ein Spiegel (Lloyd-Spiegel-Interferometer, siehe R- Kasyap 
et al: "All-fibre narrow-band reflection gratings at 1550 
nm", Electron. Lett. 26 (12), 1990, S. 823 und/oder B. Eggl 
ton, P. A- Krug, L. Poladin: ''Di^spersion compensation by 
using Bragg grating filters with self induced chirp", Tech- 





r0mmm <2/mmi>ng jet 




$4iOn-..M»t]^ ^t»4Mi^'Bipsra^ ^ an excimer laser source" , Rppl. Phys. 
Lett* 67. (6), 1995, S. 739 - 741); 



25 - ein In^gj^erometer mit betigungsoptischem Strahlteiler luid 
zwei Umles^piegeln; 



• 



- Totalreflexion in einem "QuarzglaskSrper (siehe R. Kashap et 



30 



fibers". Electron., ^Lett. .12, «iis«94, s. 994 



;Ein anderes :bekai»ites Verfah^en besteht in der Verwendung ei- 

■ • ner Phaseiimaske fj^t Erzoijguhg eiheis Interfezenzstitiifenmu- 

35 sters (siehe K. 6. Hill- et al: "Bragg gratings fabricated in 
photosensitive optical fiber by UV exposure through a phase 
mask", ;^pl. Phys. Lett. Vol. 62, 1993, S. 1035 - 1037 



3 

xd/oder D, Z. Anderson et al: ''Production of in-fiber gra- 
cings using a diffractive optical element". Electron. Lett./ 
vol. 29, 1993, S. 566 - 568). Die Faser wird dabei direkt 
hinter einer Phasenmaske aus Quarzglas befestigt. Ein UV- 
o StrahlenbUndel wird durch die Phasenmaske geschickt. An einer 
Gitterstruktur der Phasenmaske wird die UV-Strahlung gebeugt. 
Hinter der Gitterstruktur der Phasenmaske entsteht eine plus 
erste Beugungsordnung und eine minus erste Beugungsordnung. 
Durch Oberlagerung der beiden Beugungsordnungen entsteht ein 
10 UV-Interferenzstreifenmuster . Mit diesem Streif enmuster wird 
die Faser bestrahlt. Auf Grund der Photoempf indlichkeit der 
Faser entsteht in den bestrahlten Bereichen des Faserkerns 
eine periodische Brechzahlerhohung. 

15 Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines Gitters auf ei- 
ner Faser ist eine punktuelle Belichtung der Faser (siehe K. 
0. Hill et al: "Efficient mode conversion in telecommunicati- 
on fibre using externally written gratings", Electron. Lett. 
26 (16), 1990, S. 1270 und/oder B. Malo et al: "Point by 

20 point fabrication of micro-Bragg gratings in photosensitive 
fiber using single excimer laser puis refractive index modi- 
fication techniques", Electron. Lett. Vol. 29, 1993, S. 1668 
- 1669) . Dabei ist wichtig, daB die Faser wahrend der relativ 
langen Zeit, die zum Einschreiben des Gitters in die Faser 
5 benotigt wird, keine Anderungfen ihres mechanischen Zustandes 
erfahrt. ^ 

Eine allgemeine Obersicht tiber die bislang verwendeten Ver- 
fahren ist beispielsweise KiO.Hill et al: "Fiber Bragg Gra- 
ting Technology Fundamentals and Overview", Journal of 
■Se — Llghtwavfe Technol ogy, Vol. lb. No. b, August 1997, s. 1263 - 
1276 zu entnehmen. 

Aus B. Malo et al: "Apodised in-fiber Bragg grating reflec- 
tors photoimprinted using a phase mask". Electron. Lett., 
35 vol. 31, 1995, S. 223 - 224 und/oder J. Albert et al: 

"Apodisation of the spectral response of fiber Bragg gratings 
using a phase mask with variable diffraction efficiency". 
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Electron. Lett., vol- 31, 1995, S. 222 - 223 ist es i 
Fasergitter lait exakt definierten Anforderungen an dit 
tralen Eigenschaf ten durch Apodisation herzustellen, wo. 

,.amcl^.j3^£r,4ieK^E^ i^d;;.^n^/ch.^m Ei. 

5 siztifWiSen de^Gi*tecs. in^Jae F wird. 

Aufg#be der Erfindung ist es, aufzuzeigen, wieauf einem op~ 
tischen Leiter auf einfache Weise ein optisches Gitter, ins- 
besondere ein Bragg-Gitter, hergestellt werden kann, das eine 
10 exakt definierte und gleichbleibende Gitterkonstante auf- 
weist. 

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebenen Mer 
male gel5st. 

15 

^d^^itei:..GiM^SSlSe j»3€^ >^#2ii^^#feaf t bgf e- 

^s1i^t,^^Ie&iS^i|5^ denen ei- 

"^^ne^^^jp^js^ voi^gie:^,;!^^ des Git- 

2 0 -rt^j:mMW^4^pmntT^M'Ah^ ^etiB^^S^er -^weniger 

• vc*^igi'##4rint'-fes^^«feaM mch^eleiP^inschreAteen sdes Git- 

ters w^esder. ausge^'paaant so dafi die'^ Faser nicht dauer- 

haft, sondern nur zeitweilig befestigt wird. 
Der Erfindung liegt die Erjcenntnis 'zugrunde, daB durch das 
25 bisher verwendete Einapannen und nachtragliche Ausspannen d 
Faser nach der Herstellung des Gitters auf der Faser mechan 
sche Spannungen, die wahrend dieser Herstellung bestanden, 
wieder frei werden, oder dafi neue mechanische Spannungen 
V durch^-^ei n-^^ ndl; mffd^g^^^a^ r^^a ch '^eii^^^^Jife^Bpaia^y % fezeug t we r - 
30 den. Diiese meehanMiiien Spannungen ftihren zu Aniierungen der 
:l Gi^Jl«r?kQf|§ifea3iteffi b-zw . r^p^^NLode ^iimr GifefeeKTjtnd ^^aioi t ^ur.. Veran- 
der^ng^d«^#Rii.f^xd^ns-^^ . M'^hani- 

sche Spannungen, die nur in Teilen des Gitters wirken und 
demzufolge nur Anteile der Gitterstruktur beeinf lussen, kon- 
35 nen den spektralen Verlauf drastisch verandern und damit die 
Brauchbarkeit des betreffenden Gitters in Frage stellen. 
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Auch bei einem Gitter mit exakt definierten Anf orderungen an 
die spektralen Eigenschaf ten, beispielsweise bei einem durch 
Apodisation hergestellten Gitter oder einem besonders langen 
Fasergitter, spielen ungewollte partielle Veranderungen der 
5 Gitterkonstanten eine groBe Rolle. Solche ungewollten parti- 
ellen Veranderungen konnen auch in diesem Fall dadurch her- 
vorgerufen werden, daJJ bei der Herstellung eines solchen Git- 
ters die Faser zunachst eingespannt und nach der Herstellung 
des Gitters wieder ausgespannt wird. 

10 

Bei dem erf indungsgemafien Verfahren wird vorteilhaf terweise 
die Stabilitat der Gitterkonstanten und aller sonstigen Para- 
meter des Gitters nach der Herstellung des Gitters auf dem 
optischen Leiter gewahrleistet . 

15 

Bei einer Ausfuhrung des erf indungsgemaiien Verfahrens ist der 
optische Leiter wahrend der Herstellung des Gitters zwischen 
den Bef estigungspunkten spannungsf rei, bei einer anderen Aus- 
fuhrung ist der optische Leiter wahrend der Herstellung des 
20 Gitters zwischen den Bef estigungspunkten gespannt. 

Durch die Erfindung ist auch eine vorteilhafte Anordnung mit 
einem Tragerk5rper, einem optischen Leiter und einem opti- 

•schen Gitter, insbesondere einem Bragg-Gitter bereitgestellt, 
2 5 wobei der Leiter zumindest bei zwei in einem Abstand vonein- 
ander angeordneten Bef estigungspunkten auf dem Tragerkorper 
befestigt und das Gitter auf dem befestigten Leiter zwischen 
diesen Bef estigungspunkten ausgebildet ist, und die dadurch 
gekennzeichnet ist, dali der Leiter bei den Bef estigungspunk- 
-3^ tell ddUfeijihafL aut dem Tragerkorper befestigt ist und das Git- 
ter ein nach der dauerhaften Befestigung des Leiters auf dem 
Tragerkorper hergestelltes Gitter ist. 

Die Erfindung wird in der nachf olgenden Beschreibung anhand 
35 der Zeichnungen beispielhaft naher erlautert. Es zeigen: 
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Figuren la bis Id eine Ausgangsstuf e, zwei Zwischenstuf en und 
eine Endstufe eines AusfUhrungsbeispiels des er- 
f indungsgemaBen Verfahrens, 

5 Figuren.-2a "und 2b in ^Seitenatnsicht b-zw. Draufsicht einen mit 
drem erf indungs-g^auiaflen Verfahnfen hergestellten 
Bragg-Gitter-Sensor zur Messung einer Temperature 

Figur 3 in Draufsicht einen mit dem erf indungsgemaBen Verfah- 
10 ren hergestellten Bragg-Gitter-Sensor zur Messung 

einer Beschleunigung und 

Figur 4 in Seitenansicht ein mit dem erf indungsgemaBen Ver- 
fahren hergestelltes temperaturstabiles Bragg- 
1 5 --BBf^enizgi tt er . 




Die Figmren sind -s-ehrematisCh und nicht-^?Baafistablich, 

GemaB^er in;Bi:gur tla €mg*ed€U^is?ten Ausgai^sstuf e des erf in- 
20 dungs geiiSil^^en Verr^fahrens wird ein optischer ^laeiter 1 auf einen 
in den Frguren la bis Id j-eweils in Seitenansicht dargestell- 
ten Trage-rl^e^^per 2 auf-gebraeht und bei zwei Bef estigungspunk- 
ten 21, 21 die in Richtung einer definierten Langsachse 10 
des Leiters 1 in einem Abstand d voneinander angeordnet sind 
25 dauerhaft auf dem TrSgerkorper 2 befestigt, so daB die in Fii 
gur lb angedeutete erste Zwischenstuf e des erf indungsgemaBen 
Verfahrens entstanden ist. 




Auf dem so bef-estigfeen Leiter 1 wird zwischen den beiden Be- 

30 festigungspunkten 21, 21 ein optisches Gitter 11 (siehe Figur 
Id) herges-tellt , Dazu kann beispielsweise jedes der im Stand 
der Technik feeschriebenen Verfahren verwendet werden. 



Beispielsweise wird gemaB Figur Ic der photoempf indliche Lei- 
35 ter 1 mit einem durch eine Phasenmaske 3 geschickten Strah- 

lenbundel 4, beispielsweise aus UV-Licht, belichtet. An einer 
Gitterstruktur 31 der Phasenmaske 3 wird die als ebene opti- 
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sche Welle 41 auf die Maske 3 treffende Strahlung 4 gebeugt. 
Hinter der Gitterstruktur 31 der Phasenmaske 3 entsteht eine 
plus erste Beugungsordnung 32 und eine minus erste Beugungs- 
ordnung 33, deren jede je einen Interf erenzstreif en definiert 
5 und die zusammengenoinmen ein Interf erenzstreif eninuster 35 
bilden. Mit diesem Streif enmuster 35 wird der Leiter 1 zwi- 
schen den Bef estigungspunkten 21, 21 so belichtet, dali die 
durch die Beugungsordnungen 32 und 33 definierten Interfe- 
renzstreifen in Richtung der Langsachse 10 des Leiters 1 pe- 
10 riodisch auf einanderfolgen. Auf Grund der Photoempf indlich- 
keit des Leiters 1 entsteht in jedem belichtenden Inter fe- 
renzstreifen je eine Brechzahlerhohung. 



15 



20 



Nach dieser Belichtung des Leiters 1 ist die in der Figur Id 
dargestellte Endstufe des erf indungsgemaiien Verfahrens ent- 
standen, bei der zwischen den beiden Bef estigungspunkten 21, 
21 des Tragerkorpers 2 auf dem Leiter 1 das optische Gitter 
11 ausgebildet ist, das durch in Richtung der Langsachse 10 
des Leiters 1 periodisch auf einanderf olgende lokale Brechzah- 
lerhohungen 110 definiert ist. 



Ein besondererer Vorteil bei der beschriebenen Verwendung der 
Phasenmaske 3 ist darin zu sehen, dafi die Phasenmaske 3 di- 
rekt auf dem Tragerkorper 2 aufgebracht werden kann und nicht 
wie bisher der Leiter 1 in Form der Glasfaser mit Abstand vor 
der Phasenmaske 3 in Position gebracht werden muB. Durch die- 
se Verf ahrensweise ist vorteilhaf terweise auch eine sehr pra- 
zise Lage einer Bragg-Wellenlange sowie der anderen Parameter 
des Gitters 11, beispielsweise eine spektrale Breite, ein Re- 
f l e xioiibLjidU usw: aes (jirters il gewahrleistet . Diese Parame- 
ter miissen, da das Gitter 11 bereits durch einen Tragerkorper 
2 fixiert ist, vorteilhaf terweise nicht mehr nachtraglich 
beim Einbau eingestellt werden. 



35 



Es konnen auf diese Weise zwischen den beiden Bef estigungs- 
punkten 21, 21 auch zwei oder mehrere optische Gitter 11 auf 
dem Leiter 1 hergestellt werden, und zwar gleichzeitig 
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und/oder zeitlich nacheinander und/oder raumlich voneinander 
getrennt und/oder einander 'Uberlagert . 

Die Be<est4^ng.^4es. Leiters l. auf\dem Ti:agerk6rper 2 bei den 
5 beitien'®®.fesis.igungspumkten 21, 21 bleii>t auch nach der Her- 
stellung des eiaaen Oder der mehreren Gitter 11 bestehen und 
wird nicht gel5st. 

Der optische Leiter 1 wird schon vor der Herstellung des ei- 
10 nen oder der mehreren optischen Gitter 11 und nicht erst 
nachtraglich dauerhaft auf dem Tragerkorper 2 befestigt. 

Der auf dem Tragerkorper 2 zu befestigende optische Leiter 
weist vorzugsweise noch kein optisches Gitter auf, obgleich 
15 auf. d4«s*erav.Leiter 1 feereits "^wen»ig:stens ein -von ei-nem erst 

herzu&teM^Efcden Gifeter 11 verschi^e<dei^es Gitter vorhanden sein 
k^n,..*xias^dann .iiber nicht dde vorteilhaften Eigenschaf ten des 
Gitters 11 ata?4weist . 

Vorzugsweise* ist -der optische Leiter 1 eine optische Glasfa- 
ser, betspielsweise eine Monoinode- oder Multimodef aser 
und/oder eine Kern-Mantel-Glasfaser . Der Leiter 1 kann auch 
ein auf einem Substrat integrierter optischer Wellenleiter 
sein, Vorzugsweise ist der optische Leiter 1 in Richtung der 
Langsachse 10 langgestreckt ausgebildet. ■ 

Der optische Leiter 1 kann zwischen den beiden den Befesti- 
gungspunkten 21, 21 so gehalten sein, dafi er wahrend der Her- 
stellung eines Gitters 11 zwischen den Bef estigungspunkten 21 
spannungsf rei ist. Vorzugsweise hangt der Leiter 1 zwischen 
den Bef e^tigifflfigspunkten 21^ 21 frei und das Gitter 11 wird im 
frei hange^^den Leiter 1 hergestellt, 

Zweckmafiig ist es auch, wenn der optische Leiter 1 wahrend 
der Herstellung des Gitters 11 zwischen den beiden Befesti- 
gungspunkten 21, 21 gespannt ist. Eine solche Vorspannung ist 
sinnvoll, weil dadurch der Leiter 1 auch bei einer auf ihn 
wirkenden mechanischen Entlastung noch ausgestreckt bleibt. 



20 



25 



30 



35 
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Der Tragerkorper 2 kann nur zur Befestigung des Leiters 1, 
aber auch zur Realisierung bestimmter Funktionen ausgebildet 
sein. 

5 

Dient der Tragerkorper 2 nur zur Befestigung des Leiters 1/ 
kann er einfach, beispielsweise einsttackig ausgebildet sein. 
Hat er dagegen bestiitimte weiters Funktionen zu erfullen, bei- 
spielsweise Funktionen eines Bragg-^Gitter-Sensors, kann der 
10 Tragerkorper 2 komplizierter, insbesondere zusammengesetzt 
aufgebaut sein. So kSnnen z.B. mechanische Hebel, Aktuatoren 
Oder Elemente mit charakteristischein thermischem Ausdehnungs- 
koef f izienten zur Temperaturkompensation Bestandteil des Tra- 
gerkorpers 2 sein. 

15 

Ein besonderer Vorteil des erf indungsgemafien Verfahrens be- 
steht darin^ dafi der Leiter 1 ohne besondere Beachtung von 
Leiterspannung, Raumtemperatur und spater gewiinschten Gitter- 
parametern des Gitters 11 mit dem Tragerk5rper 2 verbunden 
20 werden kann, beispielsweise durch Kleben, Loten, Kollabieren 
usw. Bei einem Leiter 1 in Form einer Quarzglasf aser kann 
beispielsweise eine ziua Befestigen des Leiters 1 auf dem Tra- 
gerkorper notwendige Temperatur bis zu 800*^0 betragen, wSh- 
rend ein nach dieser Befestigung herzustellendes Gitter 11 
bereits ab ca. ISO^'C degradiert und bei hoheren Temperaturen 
sogar zerstort wird. Nach der Befestigung des Leiters 1 auf 
dem Tragerkorper 2 bei hOherer Temperatur braucht lediglich 
abgewartet zu werden, bis die Temperatur des Leiters 1 bis 
unter die Temperatur abgesunken ist, ab der eine Degradierung 



odei Veiluj-iiimig des h erzusteiienaen Gitters 11 eintritt . 

Mit dem erf indungsgemafien Verfahren lassen sich vorteilhaf- 
terweise generell Bragg-Gitter-Sensoren zur Messung einer 
physikalischen Grofie realisieren, darunter beispielsweise ein 
35 Sensor zur Messung einer Temperatur, einer Beschleunigung, 
einer Kraft, eines elektrischen Stroms, einer elektrischen 
Spannung, eines elektrischen Feldes, eines magnetischen Fel- 
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des usw. sowie beispielsweise ein stabiles Bragg-Gitter als 
optische Wellenlangenreferenz, ein genaues Bragg-Gitter fiir 
eine Anwendung in der Telekommunikation und/oder ein opti- 
sefees Gilder ^it-^^^ 4^ng^f>e^od Grating (LPG) ) 

5 und dessei^ Jknweixduia?gen^eaMrM^^^ 



In den EAifBren .2a und -2b. ist in Setfaeaae-nsieht bzw. Draufsicht 
ein mit dem erf indungsgemaflen Verfahren hergestellter bei- 
spielhafter Bragg-Gitter-Sensor zur Messung einer Temperatur, 

10 in der Figur 3 in Draufsicht ein mit dem erf indungsgemafien 

Verfahren hergestellter Bragg-Gitter-Sensor zur Messung einer 
Beschleunigung und in der Figur 4 in Seitenansicht ein mit 
dem erf indungsgemafien Verfahren hergestelltes temperatursta 
biles Bragg-Gitter als optische Wellenlangenreferenz darge- 

15 stellt. 



er 



Jeder der^ea&deri* Sensoren s<)wi^utes ^e|0|yerat:-urstabile Bragg- 
Gitter*«weiFSt *geweid.s eime Anwrdnung mit eiRem TrSgerkorper 2, 
mit eiCem^4^ngfas*i^ck<feen..opti©cfe^ 1 und mit einem 

20 Bragg-GiTi-iiteer H^nj^uf^ -wobei ^der^ei^feer It-^ei £wei in einem Ab- 
stand d vonea^n^afiajder. angeo«ineten^<Bef estsigimgspunkten 21, 21 
auf dem Tragerkorper 2 befestigt und das Gitter 11 auf dem 
befestigten Leiter 1 zwischen den Bef estigungspunkten 21, 21 
ausgebildet ist, mit der Besonderheit, dafi der Leiter 1 bei 

25 den Bef estigungspunkten 21, 21 dauerhaft auf dem Tragerkorp 
2 befestigt ist und das Gitter 11 ein nach der dauerhaften 
Befestigung des Leiters 1 auf dem Tragerkorper 2 hergestell- 
tes Gitter ist. 




30 Beim Sensor nach den Figuren 2a und 2b ist der TrSgerkarper 2 
vorzug«weise einstilckig und besteht beispielsweise aus Quarz- 
glas* Der Leiter 1 ist beispielsweise eine Glasfaser, die 
zwischen den beiden Bef estigungspunkten 21, 21 vorzugsweise 
unter einer Vorspannung dauerhaft am Korper 2 befestigt ist 

35 und in der zwischen den beiden Bef estigungspunkten 21, 21 das 
Bragg-Gitter 11 ausgebildet ist. Zwischen den beiden Bef esti- 
gungspunkten 21, 21 hangt die Glasfaser 1 frei. Dazu weist 
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der Tragerkorper 2 auf seiner der Glasfaser 1 zugekehrten 
Seite eine Aussparung 20 auf, die von der Faser 1 Uberbriickt 
ist. Eine von der Temperatur abhangige Brechzahianderung und 
Ausdehnung der Faser 1 ftihren zu einer messbaren Verschiebung 
5 der Bragg-WellenlSnge des Gitters 11 mit der Temperatur. Die 
Ausdehnung der Faser 1 mit der Temperatur kann durch ein ge- 
eignet gewShltes Material des Tragerkorpers 2 verstarkt wer- 
den. 

0 Die Anordnung des Sensors nach Figur 3 unterscheidet sich von 
der des Sensors nach den Figuren 2a und 2b im wesentlichen 
nur durch das Vorhandensein einer trSgen Masse M. Ansonsten 
stimmt der Sensor nach Figur 3 baulich mit dem Sensor nach 
den Figuren 2a und 2b Uberein, und Teile, die bei beiden Sen- 

5 soren gleich sind, sind in der Figur 3 mit den gleichen Be- 
zugszeichen wie in den Figuren 2a und 2b bezeichnet. 

Beim Sensor nach Figur 3 ist die Masse M mit der Faser 1 ver- 
bunden und ubt auf das auf der Faser 1 ausgebildete Bragg- 
0 Gitter 11 eine dehnende und/oder kontrahierende Kraft aus, 
wenn der Tragerkorper 2 beschleunigt bewegt wird. 

Bei der Anordnung des temperaturstabilen Bragg-Gitters nach 
Figur 4 ist der Tragerkorper 2 nicht einstackig, sondern zu- 

5 sammengesetzt ausgebildet. Der zusammengesetzte Tragerkorper 
2 weist einen Substratkdrper 2 ^ und zwei auf dem Substratkor- 
per 2 ^ bef estigte und durch einen Zwischenraum 22 ^ voneinan- 
der getrennte Subtragerkorper 2^\ 2^^ auf. Auf den beiden 
Subtragerkorpern 2^\ 2** ist der beispielsweise ebenfalls 

dus einer blasraser bestehende Leiter 1 bei den beiden Befe- 

stigungspunkten 21, 21 so befestigt, daB sich ein Befesti- 
gungspunkt 21 auf einem Subtragerkorper 2^^ und der andere 
Bef estigungspunkt 21 auf dem anderen Subtragerkorper 2^^ be- 
findet, daii der Leiter 1 den Zwischenraum 22' uberbruckt/ und 

5 daB das auf dem Leiter 1 ausgebildete Gitter 11 Uber dem Zwi- 
schenraum 22^ angeordnet ist. 
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Die beiden SubtrSgerkdrper 2^^ sind so auf dem Substrat- 

korper 2 ^ bef estigt, daB ein an den Zwischenraum 22 ^ grenzen- 
der Abschnitt 20 ^\ 20^* jedes SubtragerkSrpers 2'\ 2^' 
rricht ..niil^^^em^^ 2 ^ i^extouaden ist. und sich bei 

5 einer.^feppera-tu^anjdeiE^UAg celat zaim-» Substratk5rper 2^ frei 
detoen und/oder zusammenziehen kann^ 



Das Material des Siabstratkorpers 2 ^ und das Material der bei- 
den SubtrSgerkdrper 2*\ 2^^ sind so aufeinander abgestimmt, 

10 daB der Zwischenraiim 22^ zwischen den Subtragerk5rpern 2^\ 
2 ^ ^ auf grund einer temperaturbedingten Dehnung und/oder Kon- 
traktion der Abschnitte 20 20^^ der beiden Subtragerkdrp 
2^\ 2^^ verengt und/oder erweitert wird. Beispielsweise b 
stehen die Subtragerkorper 2^\ 2^^ aus einem Material mit 

15 einem; a > 0 und der Sub- 

stratk'au^per 2 ^ aus etnem^a^erial mit ei^em relativ zu diesem 
Koef fizienteU^. a kleineren, vor.zcigsw®«i^e'werscfewindend gerin- 
gen thermi sohe^v^Ausdehnungs koe f f i z ient en . 

20 Eine du?rch^' eine'^^mperat^aj^nderiiing -feewirkte des 

Zwischenraums 22 ^ wirkt el«ier durch diese T^emperatur^nderung 
bewirkten Dehnung des Leiters 1 und damit des Gitters 11 ent* 
gegen. Eine durch eine Temperaturanderung bewirkte Erweite- 
rung des Zwischenraums 22 ^ wirkt einer durch diese Temperatu 

25 randerung bewirkten Kontraktion des Leiters 1 und damit des 
Gitters 11 entgegen. 

Das Material des Substratkorpers 2\ das Material der beiden 
Subtragerkarper 2'\ 2^^ uaad das Material d^s Leiters 1 sind 

30 vorzugsweise so aufeinander abgestimmt, daB die durch eine 
Temperattarmnderiing bewirkte Verengung des Zwischenraums 22^ 
die dttrch diese Temperaturanderung bewirkte Dehnung des Lei- 
ters 1 und damit des Gitters 11 im wesentlichen gerade auf- 
hebt und die durch eine Temperaturanderung bewirkte Erweite- 

35 rung des Zwischenraums 22 ' die durch diese Temperaturanderung 
bewirkte Kontraktion des Leiters 1 und damit des Gitters 11 
im wesentlichen gerade auf hebt. 



n- 
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Dies ist beispielsweise der Fall^ wenn das Material der Sub- 
tragerkorper 2** und das Material des Leiters 1 im we- 

sentlichen den gleichen thermischen Ausdehnungskoef f izienten 
a > 0 aufweisen und wenn der thermische Ausdehnungskoef fizi- 
ent des Materials des Substratk5rpers 2 ^ relativ zu diesem 
Koeff izienten a verschwindend gering ist. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Herstellung zumindest eines optischen Git- 
ters (11), "imBhBsmkAer-e^^ai.'i^B auf einem opti- 

5 schen-Leiter (1) , w.©ber2:«der ^Lelter (1) zumindest bei zwei in 
einem Abs%and (d) voneia'a^^der angeordneten Bef estigungspunk- 
ten (21, 21) befestigt Hnd -daaach >das Gitter (11) auf dem be- 
festigten Leiter (1) zwischen diesen Bef estigungspunkten (21, 
21) hergestellt wird, dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dafi 
10 der Leiter (1) vor der Herstellung des Gitters (11) bei den 
Bef estigungspunkten (21, 21) dauerhaft befestigt wird. 

2 • Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daii der optische Leiter (1) wahrend der Herstellung 
15 des Gilafeer-s (11) ^zwirs^*a^n?^^n*=#t«!&est^ (21, 21) 

spannun-g^-iiEei^idst . 

3 . : Verf ^hren^^iDach anspmch 1, dadurch gekennzeich- 
net, da&\,.dersQp!pti3G*aa-*Iieiter ( 1 >-'*wahrend '^er-^rilerstellung 

20 des Gitafeers .411)^*^w^^.eni^ (21, 21) 

gespannt ' ist . 

4 . Anordnung mit 

- einem Tragerkorper (2), 
25 - einem langgestreckten optischen Leiter (1) und 

- einem optischen Gitter (11), insbesondere einem Bragg- 
Gitter, wobei 

- der Leiter (1) zumindest bei zwei in einem Abstand (d) von- 
e inander angeordneten Bef estigungspunkten (21, 21) auf dem 
Tr^ferkaj?per (2) befestigt land 

- das Git^ter (11) aaf^.deirf bef estigten Leiter (1) zwischen 
die^en^BtiCestignaragBpjemfeten (21, 21) ausgebildet ist, da- 
durch gekennzeichnet, dafi 

- der Leiter (1) bei den Bef estigungspunkten (21, 21) dauer- 
haft auf dem Tragerkorper (2) befestigt ist und 



30 



35 
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- das Gitter (11) ein nach der dauerhaften Befestigung des 
Leiters (1) auf dem TragerkGrper (2) hergestelltes Gitter 
ist . 
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Zusammenfassung 

Verfahren zur Herstellung eines optischen Gitters auf einem 
opti^icafeien Leiter mnd toex^dzmng mit- ©^kie^^^^ Gitter und 

so Idsiien. belter 

Verfahren zur Herstellung eines optisjsfeen BriSgg-Gitters (11), 
auf einer optischen Faser (1), wobei die Faser bei zwei in 
einem Abstand (d) voneinander angeordneten Befestigungspunk- 
ten (21, 21) befestigt und danach das Gitter (11) auf der be- 
festigten Faser zwischen diesen Befestigungspunkten herge- 
stellt wird, mit der Besonderheit , dafi die Faser vor der Her 
stellung des Gitters bei den Befestigungspunkten dauerhaft 
befestigt wird. Eine Anordnung mit einem solchen Gitter und 
ei'©er-«s(ir±?®feen>^#aser ist - a«*9e»f^eteien . 



Figur Id 
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